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Przedmiotem wynalazku jest sposób oczysz¬
czania podłoża i nanoszenia warstwy fotoczułej
w lampach analizujących, polegający na wyko¬
rzystaniu balonu lampy jako osłony próżniowej.

Jedną z operacji w produkcji lamp analizują¬
cych jest oczyszczanie powierzchni ekranu oraz
pokrywanie go warstwą fotoczułą. Jakość lampy
w dużej mierze zależy od stopnia czystości pod¬
łoża, w związku z czym stosuje się kilkakrotne
oczyszczanie, zarówno metodami chemicznymi
i elektrycznymi- Operacje te przeprowadzane są
w pomieszczeniach, wymagających nadciśnienia
i klimatyzacji. Proces nanoszenia warstwy foto¬
czułej przeprowadza się w znanych dotychczas
sposobach wytwarzania lamp pod kloszem pom¬
py próżniowej, gdzie w odpowiednich uchwy¬
tach umocowany jest balon lampy.
W odróżnieniu sposób według wynalazku umo¬

żliwia znaczne uproszczenie technologii oczysz-

*) Właściciel patentu oświadczył, że współ¬
twórcami wynalazku są Aleksander Fryszman,
Jerzy Kołodziejski i Ewa Rusinowska.

czania i nanoszenia warstwy fotoczułej oraz wy¬
konywania tych operacji w pomieszczeniach nie
posiadaj ących klimatyzacji, dzięki temu, że balon
lampy "wykorzystuje się równocześnie jako osło¬
nę próżniową. Sposób ten umożliwia ponadto
bezpośrednią regulację, temperatury podłoża za
pomocą dowolnego urządzenia pomiarowego,
umieszczonego przy ekranie, co było dotychczas
utrudnione ze względu na próżnię otaczającą
ekran, oraz pomiar grubości nanoszonej warstwy
za pomocą fotokomórki umieszczonej nad ekra¬
nem lampy.

Sposób uczyszczania podłoża i nanoszenia war¬
stwy fotoczułej według wynalazku wyjaśniony
jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia
ogrzewany balon lampy analizującej, ustawiony
na wylocie układu próżniowego, a fig. 2—spo¬
sób pomiaru grubości warstwy fotoczułej w
trakcie jej nanoszenia za pomocą fotokomórki.
Istota sposobu według wynalazku polega na wy¬
korzystaniu balonu larnpy jako osłony próżnio¬
wej. Operacje oczyszczania podłoża oraz nano-
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tym w następującej kolejności.

Oczyszczony sposobem chemicznym balon 1
lampy analizującej ustawia się na uszczelce 2
wylotu 3 układu próżniowego, z umieszczanym
w jego wnętrzu urządzeniem 4, służącym do na¬
parowywania warstwy fotoczułej. Na balon na¬
suwa się następnie piecyk elektryczny 5, który
wygrzewa go. Dalej przeprowadza się oczyszcza¬
nie elektryczne wnętrza balonu przez wyłado¬
wanie prądów wysokiej częstotliwością doprowa¬
dzonych do ekranu la lampy oraz elektrod 4a
urządzenia naparowywującego. Po oczyszczeniu
wytwarza się próżnię, odpowiednią do pożąda¬
nej struktury warstwy fotoczułej, ustawia nad
ekranem la lampy fotokomórkę 6 oraz urucha¬
mia się urządzenie do naparowywania warstwy
fotoczułej, mierząc fotokomórką 6 grubość na¬
noszonej warstwy. Dalsze operacje wykonuje
się znanymi dotychczas sposobami.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób oczyszczania podłoża i nanoszenia
warstwy fotoczułej w lampach analizujących,

w których oczyszczony sposobem chemicznym
balon lampy ustawia się na uszczelce wylotu
układu próżniowego, znamienny tym, że we
wnętrzu balonu (1) lampy umieszcza się urzą¬
dzenie (4), służące do naparowywania war¬
stwy fotoczułej, a następnie na balon (1) na¬
suwa się piecyk elektryczny (5) i poddaje go
wygrzewaniu w próżni, po czym przeprowa¬
dza się oczyszczanie wnętrza balonu (1) przez
wyładowania prądów wysokiej częstotliwości,
doprowadzonych do ekranu (la) lampy oraz
elektrod (4a) urządzenia naparowującego, po
czym wytwarza się próżnię odpowiednią do
pożądanej struktury warstwy fotoczułej oraz
włącza urządzenie (4) do jej naparowywania.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
nad ekranem balonu (1) lampy jest umiesz¬
czona fotokomórka (6), która służy do pomia¬
ru grubości nanoszonej warstwy fotoczułej.
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